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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-02-21 AA ,Priifung von Prozessmaterialien fiir die
Halbleitertechnologie“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 50451, Priifung von Materialien fiir die Halbleitertechnologie — Bestimmung von Elementspuren in Fliissig-
keiten, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Silber (Ag), Gold (Au), Calcium (Ca), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Kalium (K) und Natrium (Na) in Salpeter-
sdure mittels AAS

— Teil 2: Calcium (Ca), Cobalt (Co), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Nickel (Ni) und Zink (Zn) in Flusssdure
mittels Plasma-angeregter Emissionsspektrometrie

— Teil 3: Bestimmung von 31 Elementen in hochreiner Salpetersdure mittels ICP-MS

— Teil 4: Bestimmung von 34 Elementen in hochreinem Wasser durch Massenspektrometrie mit induktiv gekop-
peltem Plasma (ICP-MS)

— Teil 5: Leitlinie zur Auswahl von Werkstoffen und Priifung ihrer Eignung fiir Gerdte zur Probenahme und Pro-
benvorbereitung fiir die Elementspuren-Bestimmung im Bereich von Mikrogramm je Kilogramm und Nano-

gramm je Kilogramm

— Teil 6: Bestimmung von 36 Elementen in hochreiner Ammoniumfluorid-Lésung (NH4F) und Atzmischungen
aus hochreiner Ammoniumfluorid-Lésung mit Flusssdure

— Teil 7: Bestimmung von 31 Elementen in hochreiner Salzsdure mittels ICP-MS
— Teil 8: Bestimmung von 33 Elementen in hochreiner Schwefelsdure mittels ICP-MS (dieses Dokument)

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung der fiir die Halbleitertechnologie wichtigen Elemente Ag,
Al As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Sb, Sn, St, Ta, Ti, V, W, Zn und Zr in
hochreiner Schwefelsdaure im Spurenbereich fest, wobei als Bestimmungsverfahren die Massenspektrometrie
mit induktiv gekoppeltem Plasma als Ionenquelle (ICP-MS, en: inductively coupled plasma mass spectrometry)
eingesetzt wird.

Das festgelegte Verfahren ist anzuwenden fiir Metallspuren-Massenanteile von 100 ng/kg bis 10 000 ng/kg.
Das Abdampfverfahren nach 5.3 ist auch fiir andere verdampfbare Fliissigkeiten anwendbar, sofern die Wie-
derfindungsraten der Analyte zwischen 70 % und 130 % liegen.

ANMERKUNG  Diese Norm kann auch fiir weitere Elemente angewendet werden, sofern die fiir diese Elemente ermit-
telten statistischen Verfahrenskenndaten den Anforderungen aus Abschnitt 12 entsprechen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 50451-5, Priifung von Materialien fiir die Halbleitertechnologie — Bestimmung von Elementspuren in
Fliissigkeiten — Teil 5: Leitlinie zur Auswahl von Werkstoffen und Priifung ihrer Eignung fiir Gerdte zur
Probenahme und Probenvorbereitung fiir die Elementspuren-Bestimmung im Bereich von Mikrogramm je
Kilogramm und Nanogramm je Kilogramm

DIN EN ISO 8655-2, Volumenmessgerdte mit Hubkolben — Teil 2: Kolbenhubpipetten

DIN EN ISO 14644-1, Reinrdume und zugehérige Reinraumbereiche — Teil 1: Klassifizierung der Luftreinheit
anhand der Partikelkonzentration

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:

Grundlegende Methode fiir die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten
Messverfahrens

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiighbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31

Reinstwasser

Wasser, das z. B. durch Vollentsalzung mit anschliefRender Filtration aufgereinigt wird
3.2

Nullwertlésung
Losung, die zur Erstellung des Nullwertes dient
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